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ICH によって維持されているプラズマにおいて観測された 10 kHz 付近のドリフト型揺動が、ECH（200 
kW）印加により抑制される結果が得られた。このプラズマに対して GNBP で計測した電位分布及び揺動
分布を詳細に解析した結果、ECH印加前後でセントラル部中心電位が約 200 Vから約 400 Vに上昇す
ること、径方向電位分布が下に凸から上に凸の形状に変化すること、径方向電場が負から正に変化する
ことが明らかとなった。ECH 印加時における E×B ドリフトは、反磁性ドリフトと逆方向に回転していた。
ECH 印加によるセントラル電位の上昇は、プラグ部に正の閉じ込め電位が形成され、セントラル部からの
端損失イオンが減少することに起因している。揺動抑制に重要な役割を果たす径方向電場シアは、揺動
抑制時において GNBPの計測範囲 R = 0～14 cmでは非常に小さいことが分かった。このことから、揺動


















ゲット板のセントラル部での投影領域R = 0～4 cmで特に大きく、約 190 Vから約 350 Vに上昇し、ターゲ




電場が最大となる領域 R = 4～9 cm で最大を示すこと、②密度揺動強度は電位分布が比較的平坦なタ














地抵抗値を 280 kΩ（浮遊電位状態）から 80 Ωに低下させ、プラグ部に ECH（50 kW）印加を行うことで、










 平成 26年 2月 18日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によっ
て、合格と判定された。 
 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
 
 
